






中峠哲朗事 北川茂‘ 豊島敏雄糾 谷口慶治山
Analysis of Picture Patterns for Material Structure 
by Using a Colour Data System 
Tetsuro NAKATAO*， Shigeru KITAGAWA*， Toshio TESHIMA**， 
and Keiji TANIGUCHI**犬
CReceived Aug， 15， 1984) 
Present paper aims to discuss several pattern charact-
ers in photographs of materia1 structure by using a 
co10ur data system， for examp1e， photo-e1astic patterns 
of KCl crysta1， etch pit patterns of KC1 tab1et crysta1 
and slip patterns on mi1d stee1 in the process of fatigue. 
In the 1ast patterns， some of grains revea1 remarkable 
slip band patterns， but the others do not， in progress of 
fatigue. 
Fol1owing resu1ts are reported: (1) Reproducabi1ity oi 
darkness distribution curve of a photograph is verified 
within the error of a few percent， (2) for a tab1et KC1 
crysta1， 10ca1 difference in the orientation of etch pits 
are obvserved in grains and (3) on stee1， co10ny patterns 
(certain groups of deformed grains! appears and grew in 






























以下に観測試料の概要を記す(Fig . 1及び 6参照)。なお写真に付した記号 Xoは試料を直接撮






かであって，結晶中の格子配置が良好であると思われる結晶片である O これに針を立てて，重さ l
gを加えて傷をつけたのち解放する O これを試料ム1とする。他の lつは，やや大きい速度で徐冷し
て得られた単結晶で，へき開面上の Step線には乱れがあって，格子配置の乱れがかなり大きいと










(c) SampユeA3 X67 
X45 X45 x。
(a) SampユeAl X67 (b) SampユeAz X67 (d) Sample Bl X5 
Fig.l Samples: (a)， (b) and (c) are photo-eユasticpat七erns
and (d) is e七chpi七 patternsof KCユ七abletcrystals 
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① 濃度下限必I.Jowと上限XHigh(実操作ではこのかわりに中心濃度 Xm= 0/2) ( XLow + XHi gh ) 
と濃度幅四グ二XLow-XHighを用いる)
② 濃度曲線形式 c Linear (反射光による測定のとき使用)と Log(透過光による測定時に使
用)の選釈ができる。
③ 濃度域番号九(ニ 1"-12) :濃度値jCn-1)"-j(π)の領域を指定する。乙乙に例えば Linear
形式を用いたときは






⑥ 成分面積 Sn:求積面内で③の濃度域番号πの面積であり ISn二 100%で示す。












今回は35ミリフィルム上の画像を直接解析するので，観測精度を調べて Fig.3 に示した O 試料
















































4.4 A， : Small
stress 疲労が進むにつれて低濃度部分が減少し，高
10 



















Examples of density dis-
tribu tion curve 
















度の観点から抽出し得る場合である O その観測例をFig.1， 5及び 6I乙示す。なお単色の原写真と
それをカラー区分し，大略的に検討するために中間的な部分として 2及び 3領域を併せた画像，同
























X5 X67 X45 
X2378 (b) SampユeC 2 X23 X67 
(a) Sample C 1 X46 (c) Sample C3 X46 (d) SampユeC4 X89 




F工g.6 ColOur anaユysisof fa七igueprocess of steeユ
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f て;二九.仏 I 
(a) Square type (b) AmOrphous type (c) Dendri七etype (d) Grouped type 
Fig.7 Different crystaユユizationsof KCユ crystaユ from 
the saturated soユutionlayer 
X45中では粒界は殆んど全く認められない。なお試料引については，粒界部分を除いて各粒子毎の
エ ッチピッ ト分布を観測する例として X2378を，また粒界の特徴 と各粒子のエ ッチピッ トの差異とを
同時に観測する例を X461L示す。また試料C2において，粒子CとDととはXo中では大差がないよう
にみえるが， X23中では全く異な って現われる 。試料 C1で粒子と粒子内部のエッチピットを併せて
みるよ うにした X必に対応する他の例を試料 C3について同図(C)IL示 しである 。 乙れらの点から ，
カラーデータ 処理を行う乙とによ って，写真 を直接肉眼で観察したのでは得らない多く の特徴を検
出する乙とができる O




乙れらの結果より，カ ラーデー タシス テムを用いることによ って各粒子内でのエ ッチ像の差異を
判定しやすい乙と ，場合によってはエッチ像の形状も評価し やすく ，ま た粒界の特徴なども調べや
すいことが知られた。
5. 3 疲労過程写真
乙の場合濃度領域 3-4，5-6， 7-8の各図 においてパターンの変化状況が著しく異なる O
① 像 7- 8では黒 く不定形の小面積部分が点在し，疲労の進行とともに各部分の面積が増大す
る。 乙れは多結晶の生成初期状況に類似している。 たとえば， シャーレ中に少量の KC工飽和水溶
液を入れて薄い層をつくり ，水を 自然蒸発させたときの粒子分布例を F工g.7IL示す。 ζ 乙では，
まず所々に KC工微小粒子が発生し，それが核となって大きな粒子に成長する O 粒子の形は水の蒸発
条件と液の状況によ って異なり，四角な単結晶形とな ったり，不定形結晶とな ったりする。






























































9色を全て 1色ずつ観察するよりも，隣接するこ三の色をまとめて 3色ー 2色-2色-2色の 4
組に区分して，各組でのパターンを観測すればよい。 4組の各々について写真撮影(乙れをQと記
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